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STOAHLUNGSEMPFINDLICHE ELEMENTE MTT AUSGEZRTCHNETER 

LAGERBESTANDIGKEIT 

Die Erfindung betrifft strahlungsempfindliche Elemente mit ausgezeichneter Lagerbestan- 
digkeit, insbesondere strahlungsempfindliche Elemente mit einem Stabilisator in der strah- 
lungsempfindlichen Beschichtung, der an der Oberfiache des TrSgers sorbiert werden kann. 
Die Erfindung betrifft aufierdem Verfahren zur HersteUung solcher Elemente und eine 11- 
thographische Drackform. 

Das Fachgebiet des lithographischen Drucks basiert auf der Nichtmischbarkeit von Ol und 
Wasser, wobei das 5lige Material oder die Druckfarbe bevorzugt von dem Bildbereich und 
das Wasser oder Feuchtmittel bevorzugt von dem Nichtbildbereich angenommen wird Wird 
eine angemessen hergestellte OberflSlche mit Wasser befeuchtet und dann eine Druckfarbe 
aufgetragen, nimmt der Hintergrund oder der Nichtbildbereich das Wasser an und weist die 
Druckfarbe ab, wahrend der Bildbereich die Drackfarbe anoimmt und das Wasser abweist 
Die Druckfarbe auf dem Bildbereich wird dann auf die Oberflache eines Materials, wie Pa- 
pier, Gewebe und ahnliches, tibertragen, auf welchem das Bild erzeugt werden solL Im all- 
gemeinen wird die Drackfarbe aber zuerst auf ein Zwischenmaterial, Dracktuch genannt, 
tibertragen, welches dann die Drackfarbe auf die Oberflache des Materials ubertragt, auf 
welchem das Bild erzeugt werden soil; man spricht hier von Offset-Lithographie. 

Eine haufig verwendete Art eines Lithographie-Drackplattenvorlaufers weist eine auf einen 
Trager auf Aluminiumbasis aufgetragene, lichtempfindliche Beschichtung auf. Die 
Beschichtung kann auf Strahlung reagieren, indem der belichtete Teil so iSslich wird, dass 
er beim Entwicklungsverfahren entfemt wird. Solch eine Platte wird als positiy aifoeitend 
bezeichnet. Umgekehrt wird eine Platte als negativ arbeitend bezeichnet, weim der 
belichtete Teil der Beschichtung durch die Strahlung gehartet wird. In beiden Fallen nimmt 
der verbleibende Bildbereich Drackfarbe auf oder ist oleophil und nimmt der 
Nichtbildbereich (Hmtergrund) Wasser auf oder ist hydrophil. Die Differenzierung 
zwischen Bild- und Nichtbildbereichen erfolgt beim Belichten, wobei ein Film auf den 
Plattenvoriaufer - zur Sicherstellung eines guten Kontakts mit Vakuum - auf gebracht wird. 
Die Platte wird dann mit einer Strahlungsquelle, wobei ein Teil davon aus UV-Strahlung 
zusammengesetzt ist, belichtet. Falls eine positive Platte verwendet wird» ist der dem Bild 
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belichtet. Falls eine positive Platte verwendet wird, ist der dem BUd auf der Platte entspre- 
chende Bereich auf dem Film so lichtundurchiassig, dass licht die Platte nicht angreift, 
wahrend der dem Nichtbildbereich entsprechende Bereich . auf dem Film klar ist und die 
lichtdurcblassigkeit auf die Beschichtung, die dann Idslicher wird, gestattet. Im Falle eiaer 
negativen Platte triSt das Umgekehrte zu: Der dem Bildbereich entsprechende Bereich auf 
dem Film ist klar, wahrend der Nichtbildbereich lichtundurchiassig ist Die Beschichtung 
unter dem klaren Filmbereich wird durch die Lichteinwirkung gehartet, wahrend der durch 
Licht nicht angegriffene Bereich beim Entwickeln entfemt wird. Die lichtgehartete Oberfla- 
che einer negativen Platte ist deshalb oleophil und nimmt Drackfarbe auf, wahrend der 
Nichtbildbereich, welcher die durch die Einwirkung eines Entwicklers entfemte Beschich- 
tung aufwies, desensibilisiert wird und deshalb hydrophil ist, 

Lichtempfindliche Gemische werden seit Jahren in photopolymerisierbaren Zusanmienset- 
zungen zur Herstellung von lichtempfindlichen Materialien, wie z.B. Drackplatten, verwen- 
det Speziell fUr neuere Anwendxmgen (z.B. bei Belichtung mit Lasem) wird jedoch eine 
verbesserfce Empfindlichkeit, besonders im sichtbaren Spektralbereich benStigt, so dass die 
Belichtimgszeit verkOrzt werden kann. Vom wirtschafUichen Standpxmkt aus ist es ebenfalls 
wichtig, dass Laser niediiger Intensitat verwendet werden kOimen, die kostengOnsliger und 
zuverlassiger sind als Laser hoher Intensitat Es wird daher seit einiger Zeit versucht, die 
Empfindlichkeit von lichtempfindlichen Gemischen, die in photopolymerisierbaren Zu- 
sammensetzungen eingesetzt werden sollen, zu erhOhen. 

Es ist bekannt, dass die radikalische Polymerisation von ethylenisch ungesattigten Verbm- 
dungen durch Bestrahlung mit sichtbarem Licht in Gegenwart von photoreduzierbaren Farb- 
stoffen und Reduktionsmitteln, z.B. Aminen initiiert werden kann (US-A-3,097,096). Die 
EP-A-122 223 offenbart Photoinitiatoren und photopolymerisierbare Zusammensetzungen, 
die Metallocene enthalten. Durch den Einsatz solcher Metallocene koimte die Empfindlich- 
keit der photopolymerisierbaren Schicht erhOht und damit die notwendige Bestrahlungsdau- 
er und die erforderliche Leistung der Strahlungsquelle verringert werden. Es wurde auch 
versucht, durch Einsatz von weiter modifizierten Metallocenen verbesserte Ergebnisse zu 
erhalten, so z.B. in der EP-A-401 165, der US-A-4,590,287, der BP-A-255 486. der EP-A- 
256 981 und der US-A-5, 106,722. 

Die DE-A-40 08 815 beschreibt ein photopolymerisierbares Gemisch, das ein polymeres 
Bindemittel, eine radikalisch polymerisierbare Verbindung mit mindestens einer polymeri- 
sierbaren Grappe und noindestens einer photooxidierbaren Gruppe im Molekttl und eine 
Metallocenverbindung als Photoinitiator enthalt 
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Urn due weitere Verbesserung der Empfindlichkeit zu eraelen, vsnirde versucht, die Metal- 
locenverbindung gemeinsam mit einem Coinitiator einzusetzen. So offenbart die EP-B-269 
573 fltlssige Gemische von Photoinitiatoren, bei denen es sich urn LOsungen von Titanozen- 
verbindungen in flttssigen Photoinitiatoren vom Typ der a-Hydroxy- und a-Aminoaceto- 
phenonderivate handelt. In der DE-A-38 32 032 wird ein photopolymerisierbares Gemisch 
beschrieben, das ein polymeres Bindemittel, eine radikalisch polymerisierbare Verbindung 
mit miodestens einer polymerisierbaren Gruppe, einen photoreduzierbaren Farbstoff und als 
Initiator eine Metallocenverbindung und einen Coinitiator enthalt. Bei dem Coinitiator han- 
delt es sich um eine durch Strahlving spaltbare Trihalogemnethylverbindung, die zur Steige- 
rung der Lichtempfindlichkeit dienen soli. Bevorzugt sind Verbindungen mit einem Triazin- 
ring im GrundkOrper, der zwei Trihalogenmethylgruppen tragt. 

Die DE-A-40 13 358 beschreibt ein spezielles Verfahren zur Herstellung von Druckfonnen 
Oder Photoresists unter Verwendung von Metallocenverbindungen als Photoioitiator, durch 
das eine Verbesserung der Empfindlichkeit erzielt werden solL 

In der US-A-3,717,558 sind Metallocene von Nebengruppenelementen in Kombination mit 
einem weiteren Photoinitiator, der eine aktivierte halogenhaltige Gruppe aufweist, fUr den 
Einsatz in photopolymerisietbaren Aufzeichnungsmaterialien beschrieben. Diese Initiator- 
kombinationen sind aber sehr sauerstoff- und hydrolyseempfindlich und dadurch fOr die 
Hastellung von Druckplatten und Resistmaterialien wenig geeignet. 

Es ist auch bekannt, dass man eine Kombination aus speziellen OrganometaUverbindungen 
und Oniumsalzen in einem Hartungsmittel flir polymerisierbare Zusammensetzungen ein- 
setzen kann (US-A-5,086,086). Als Metallocenverbindung werden hier OrganometaUver- 
bindungen eingesetzt, deren wesentliches Merkmal daiin besteht, dass mindestens eine Me- 
tall-MetaU-Sigma-Bindung vorhanden ist, d. h., dass mindestens zwei tJbergangsmetaUato- 
me in einem Komplex vorUegen. Die Hartungsmittel von US-A-5,086,086 werden nicht 
gemeinsam mit Farbstoffen zur lichtinduzierten Polymerisation eingesetzt 

Die US- A-4,97 1,892 offenbart photopolymerisierbaie Zusammensetzungen, die insbesonde- 
re for Druckplatten geeignet sind, und die gegenttber sichtbarem.Licht eine hohe Empfind- 
Uchkeat aufweisen sollen. Diese photopolymetisieibaien Zusammensetzungen enflwlten als 
Initiatorsystem fUr die radikaUsche Polymerisation emen Initiator ausgewShlt aus Diaiylio- 
doniumsalzen, halogenierten Triazinen und Triarylsulfoniumsalzen sowie einen spezieUen 
MerocyaninfarbstofF. 
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Die US-A-4,959,297 betrifft photopolymerisierbare Zusammensetzimgen, die wenigstens 
ein Vinylmonomer, das zur Radikalpolymerisation befSliigt ist, ein Photoinitiatorsystem, ein 
Diaryliodomumsalz, ein Pigment, eine oder mehrere elektronenschiebende Verbindungen 
und Hilfsstoffe enthalten. SchlieBlich offenbart DE-A-4,217,495 ein photopolymerisierbares 
Gemisch und ein daraus hergestelltes Aufzeichnungsmateiial. 

In DE-A-4,41 8,645 wird ein lichtempfindliches Gemisch beschrieben, das ein Bindemittel, 
eine oder mehrere polymerisierbare Verbindxmgen mit mindestens einer polymerisierbaren 
Gruppe und einen oder mehrere im Bereich von 250 nm bis 700 nm absorbierende Farbstof- 
fe enthalt, sowie ein Initiatorsystem, welches mindestens eine Metallocenverbindung und 
mindestens eine Oniumverbindung enthalt. 

WO 96/34314 beschreibt negativ arbeitende Lithographie-Drtickplatten, die auf der licht- 
empfbadlichen Beschichtung eine Deckschicht aufweisen, die einen an ein Polymer gebun- 
denen Quencher enthalt, der freie Radikale deaktivieren kaim. Der Quencher waist bevor- 
zugt eine Nitroxylfunktion wie z,B. eine TEMPO-Gruppe (2,2,6,6-TetramethyH- 
piperidinyloxy) auf. Die dadurch erzielte Lagerbestandigkeit bei gleichzeitig guter Empfind- 
lichkeit ist jedoch nicht ausreichend fUr h5chste Ansprttche in der Praxis. 

Die Verwendung von Radikalfangem wie z.B. TEMPO in lichthartbaren Zusammensetzun- 
gen ist weiterhin aus US-B-6,291,704, US-B-6,308,001, US-A-01 0044481, US-A-01 
0053502, US-A-02 0012516 und US-A-01 0034458 bekannt Jedoch ist auch hier die Ba- 
lance zwischen Lagerbestandigkeit einerseits und Empfindlichkeit und Aufldsung anderer- 
seits nicht zufriedenstellend. 

JP-A-2001-222101 beschreibt lichtempfindliche Zusammensetzungen, die eine Nitroxylver- 
bindung und ein Sensibilisatorsystem, umfassend einen Boratkomplex und ein Farbemittel, 
enthalten. Als geeignete Nitroxylverbindungen sind verschiedene TEMPO-Derivate ge- 
nannt. 

Es ist Aufgabe der Erfindung, neue strahlungsempfindliche Elemente zur Verfligung zu 
stellen, die gegentlber den im Stand der Technik bekannten verbesserte Hgenschaften auf- 
weisen, insbesondere eine hohe Lichtempfindlichkeit, eine hohe thennische Stabilitat und 
eine hohe Au£l5sung bei gleichzeitiger guter Lagerbestandi^eit und - im Falle von Drack- 
platten — hoher Auflagenleistung auf der Dmckmaschine. 
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Die Aufgabe der Eifindung wird gelCst durch ein strahlungsempfindliches Element, umfas- 
send 

(a) einen Trager mit mindestens einer hydrophilen Oberflache und 

(b) eine strahlungsempfindliche Beschichtung avif mindestens einer hydrophilrai Ober- 
flache des Tragers, wobei die Beschichtung nmfasst: 

(i) mindestens ein radikalisch polymerisierbares Monomer und/oder Oligomer 
und/cder Polymer mit jeweils mindestens einer ethylenisch ungesattigten 
Grappe, 

(ii) mindestens einen Absorber, ausgewahlt aus Polymerisationsinitiatoren und 
Sensibilisatoien, der die Strahlung einer Welleniange im Bereich von 250 bis 
1200 nm absorbieren kann, und 

(iii) mindestens einen Stabilisator, der im MolekQl mindestens einen Rest, der die 
radikalische Polymerisation inhibierrai kann, enlhalt, sowie mindestens einen 
andeien Rest, der zur Sorption an der hydrophilen Oberflache des TrSgers 
geeignet ist. 

Sofem nicht anders definiert, wird im Rahmen dieser Erfindung untesr Alkylrest bzw. Al- 
kandiykest bzw. der Alkyleinhdt in einem Aralkykest ein geradkettiger, verzweigter oder 
cyclischer gesattigter Rest verstanden, der gegebenenfalls ein oder mehrere Substituenten, 
ausgewahlt aus Halogenatomen, C1-C12 Alkylresten, 
O und O 

II II 
-C-OR -O-C-R 

(wobei R aus C1-C12 Alkyl ausgewahlt wird), aufweist 

Es ist essendell fllr die vorliegende Erfindung, dass die strahlungsempfindliche Beschich- 
tung einen oder mehrere Stabilisatoren enthalt, die in einem MolekOl zwei Arten von funk- 
tionellen Gruppen aufweisen: 

1. eine fianktionelle Gruppe, die die radikalische Polymerisation inhibieren kann und (im 
folgenden auch kurz als "Inhibitorgruppe" bezeichnet), 

2. eine funktionelle Gruppe, die zur Sorption an der hydrophilen Oberflache des mgeas 
fahig ist (im folgenden auch kurz als "Sorptionsgruppe" bezeichnet). 
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Unter Sorption wird im Rahmen dieser Erfinder Absorption, Adsorption und Chemisorption 
verstanden. 

Bd dem Stabilisator kann es sich um eine monomere odar polymere Verbindvmg handeln. 

Die Inhibitorgruppe leitet sich vorzugsweise von stabilen Radikalen wie z.B. Nitroxylradi- 
kalen. Mono-, Di- oder Ttihydroxyaronaaten (zJB. abgeleitet von Hydrochinon, HydrocW- 
nonmonomethylester vmd Phenolen mit sterisch anspnichsvollen Substituenten in 2- oder 2- 
und 6-Stellung), Chinonen (z.B. abgeleitet von 1,2- oder 1,4-Benzochinon), Nitrosoverbin- 
dungen (zB. abgeleitet von Nitrosobenzol, Nitrosodurol und Nitroso-tert.-butan) und Gemi- 
schen davon ab. 

Eine besonders bevorzugte Inhibitorgruppe wird durch die f olgende Formel dargestellt: 



wobei jedes A unabhSngig aus einem Ci-Cio Alkylrest (vorzugsweise C1-C3) ausgewShlt 
wird, der Alkylrest kann gegebenenfalls mit einem oder mehreren (vorzugsweise einem) 
Substituenten substituiert sem, die ausgewShlt werden aus Halogenatomen oder Ci-Cio Alk- 
oxyresten. 

Die Nitroxylfunktion ist Bestandteil eines 5- oder 6-gliedrigen heterocyclischen Rings, der 
gegebenenfalls ein odea: mehrete (vorzugsweise keine oder eine) Doppelbindung enthSlt und 
gegebenenfalls neben dem Stickstoffatom der Nitroxylgruppe noch ein oder mehrere (vor- 
zugsweise ein) weitere Heteroatome, ausgewShlt aus O, S und N (vorzugsweise O oder N), 
enthalt. 




(I) 



GemaB einer besonders bevorzugten AusfOhrungsform wkd die bevorzugte Inhibitorgruppe 
der Formel (I) ausgewShlt aus: 
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Die Sorptionsgnippe wird vorzugsweise aus P-OH-haltigen Gruppen ausgewShlt, besonders 
bevorzugt sind: 

-X-P(OH)2 und -X-P(OH)(OR^) 
O O 

wobd ausgewahlt wird aus Ci-Cis Alkyl-, C7-C11 Aralkyl- und Ce-Cio Arybresten, und 
Gemischen davon und X eine Einfachbindung, -0-, -NH oder -N(Ci-Cio Alkyl)- darstellt 

ist vorzugsweise ein Ci-Ce Alkyl, Cv-Aralkyl- oder Ce Arylrest; vorzugsweise steht X fiir 
-0-. 

GemaB einer bevorzugten Ausfilhrungsfonn ist die Sorptionsgruppe 

-0-P(0H)2 Oder -P(OH)2. 

11 II 
O O 
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Weim es sich bei dem Stabilisator urn eine monomere Verbindung handelt, wird & var- 
2xigsweise aus Verbindungen der folgenden Fonnel (Ml) und Gemischen davon ausgewahlt: 

O 



HO P O R** 




(M1) 



wobei X wie vorstehend definiert ist, fUr Wasserstoff, C1-C18 Alkyl, CT-CnAralkyl, Ce- 
de Aryl odec 




steht, jedes A vmabhSngig wie vorstehend definiert ist und die Nitroxylfunktion Bestandteil 
eines 5- oder 6-gliedrigen heterocyclischen BUngs ist, der gegebenenfalls ein oder mehrere 
Doppelbindungen enthait (vorzugsweise keine oder eine) und neben dem Stickstoffatom der 
l»ntroxylgrappe gegebenenfalls noch ein oder mehr Hetaroatome ausgewahlt aus O, S und 
N, enthait (vorzugsweise kein weiteres Heteroatom oder eines ausgewahlt aus O und N). 
Wenn fiir einen Rest der Formel (I) steht, ist dieser vorzugsweise wie vorstehend fUr die 
Inhibitorgruppe angegeben aus den Fonneln (la) bis (K) ausgewahlt. 

Bei einem Stabilisator der Formel (Ml) stellt R^ vorzugsweise einen Ci-Ce Alkyl-, C7- 
Aralkyl- oder Ce-Arykest oder ein Wasserstoffatom dar, besonders bevorzugt ein Wasser- 
stoffatom. BezUglich A ist es bevorzugt, dass alle Reste A gleich sind; besonders bevorzugt 
handelt es sich um Methylgruppen. 
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Der Stabilisator kaim aber auch eine polymere Verbindung sein, an dessen polymerem 
Grundgeriist mindestens eine Sorptionsgruppe und mindestens eine Inihibitorgruppe gebun- 
den sind. 

Bei einem polymeren Stabilisator handelt es sich vorzugsweise um ein Copolymer, erhalt- 
lich durch Polymerisation von mindestens einem der folgenden Monomere: Fumars^ure, 
Maleinsaureanhydrid (vorzugsweise ringgefiffhet mit Ci-Cio Alkoholen), Ethylen, Propylen, 
Acrylsaureester (vorzugsweise CrCio Alkylester), Methacrylsaureester (vorzugsweise Ci- 
Cio Alkylester), Vinylester (vorzugsweise Vinylacetat), Vinylalkohol und Styrol mit min- 
destens einem damit copolymerisierbaren Monomer, das als Substituenten eine Sorpti- 
onsgruppe tragt, und mindestens einem polymerisierbaren Monomer, das als Substituenten 
eine Inhibitorgruppe trSgt. 

Die die Sorptionsgruppe tragende Struktureinheit des polymeren Stabilisators weist vorzugs- 
weise P-OH haltige Gmppen auf , insbesondere bevorzugt sind folgende Struktureinheiten: 




HO P=0 HO P=0 

OH 0R2 
(PSAg) (PSA3) 




HO P=0 HO P=0 

(PSA4) (PSA5) 
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wobei ein Crda Alkandiyl oder Ce-Cio Arylenrest ist, ein CrCn Alkyrest ist, aus- 
gewahlt wird aus -0-, -NH- und -N(Ci-Cio Alkyl) und wie vorstehend definiert ist 

X^ ist vorzugsweise ein C2-C6 AlkandiyL 

R^ ist bevorzugt -CH3 

X^ steht vorzugsweise fUr -0-. 

R^ hat vorzugsweise die Bedeutung Wasserstoff, Ci-Ce Alkyl, C7 Aralkyl und Ce Aryl, be- 
sonders bevorzugt Wasserstoff. 

Wenn X^ flir -N(Ci-Cio Alkyl) steht, hat der Alkylrest vorzugsweise 1 bis 4 Kohlenstoffatome. 

Gem'aB einer bevorzugten Ausfiihrungsform wird die Sorptionsgmppe des polymeren Stabi- 
lisators durch Formel PS Ai wiedergegeben. 

Die die Inhibitorgruppe tragende Struktureinheit des polymeren Stabilisators wird vorzugs- 
weise ausgewShlt aus: 




(Pll) 



(PI2) 
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wobei A wie vorstehend fur einen monomeren Stabilisator definiert ist, und wie vor- 
stehend fiir die Sorptionsgruppe definiert sind \md die Nitroxylfunktion Bestandteil eines 5- 
oder 6-gliedrigen heterocyclischen Rings ist, der gegebenenfalls ein. oder mehrere Doppel- 
bindungen enthSlt und neben dem Stickstoffatom der Nitroxylgruppe gegebenenfalls noch 
ein Oder mehrere Heteroatome, ausgewShlt aus O, S und N, enthalten kann. 

GemaB einer bevorzugten AusfUhrungsform wir die Inhibitorgruppe des polymeren Stabili- 
sators durch Formel PIi wiedergegeben. 

Es ist bevorzugt, dass mindestens 80 Gew.-% des eingesetzten Stabilisators (iii) an der 
hydrophilen Trageroberflache sorbieren, besonders bevorzugt sorbieren mindestens 90 
Gew.-%, insbesondere bevorzugt mindestens 95 Gew.-%. 

Gemafi einer bevorzugten AusfUhrungsform handelt es sich bei der Sorption um eine Ab- 
sorption Oder Chemisorption. 

Spektroskopische Untersuchungen lassen darauf schheBen, dass der Stabilisator an der Tra- 
geroberflache sorbiert ist; vorzugsweise sind mindestens 80 Gew.% der eingesetzten Stabili- 
satormenge an der hydrophilen OberflSche des Tragers sorbiert, besonders bevorzugt min- 
destens 90 Gew.%, insbesondere bevorzugt mehr als 95 Gew.%. 
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Eine Anreicherung des Stabilisators an der Oberflache der strahlungsempfindlichen Be- 
schichtung oder eine Migration des Stabilisators in eine gegebenenfalls vorhandene sauer- 
stoffsperrende Deckschicht tritt nicht auf, was durch spektroskopische Untersuchungen be- 
legt wird. 

Als etbylenisch unges^ttigte Monomere, Oligomere und Poljrmere kOnnen alle Monomere, 
Oligomere und Polymere mit C-C-Doppelbindungen verwendet werden, die radikalisch po- 
lymerisieibar sind und die mindestens eine C-C-Doppelbindung besitzen. Es kOimen auch 
Monomere/Oligomere/Polymere mit C-C-Dreifachbindungen verwendet werden, sie sind aber 
nicht bevorzugt Geeignete Veibindungen sind dem Fachmann gut bekannt und kOnnen ohne 
spezielle Limitierungen in der vorliegenden Erfindung genutzt werden. Bevorzugt sind Ester 
der Acryl- oder MethacrylsSure, der Itaconsaure, der Croton- und Isocrotonsaure, der Malein- 
saure und der Fumarsaure mit einer oder mehreren ungesattigten Gruppen in Form von Mo- 
nomeren, Oligomeren oder Prepolymeren. Sie kSnnen in fester oder fltlssiger Form vorliegen, 
wobei feste und zahfltlssige Formen bevorzugt sind, Zu den Verbindungen, die als Monomere 
geeignet sind, zShlen beispielsweise Trimethylolpropantriacrylat und -methacrylat, Penta- 
erythrittriacrylat und -methacrylat, Dipentaerythritmonohydroxy-pentaacrylat und -metti- 
acrylat, Dipentaerythrithexaacrylat und -methacrylat, Pentaerythrittetraaoylat und -metii- 
acrylat, Ditrimethylolpropantetraacrylat xmd -methacrylat, Diefhylenglykoldiacrylat und 
-methacrylat, Triethylenglykol-diacrylat und -methacrylat oder Tetraethylenglykoldiacrylat 
imd -methacrylat Geeignete Oligomere bzw. Prepolymere sind beispielsweise auf Urethan- 
acrylate und -methacrylate, Epoxidacrylate und -methacrylate, Polyesteracrylate und -meth- 
acrylate, Polyetheracrylate und -methacrylate oder ungesattigte Polyesterharze. 

Neben Monomeren imd/oder Oligomeren konnen auch Polymere verwendet werden, die 
radikalisch polymerisierbare C-C-Doppelbindungen in der Haupt- oder Seitenkette enthalten. 
Beispiele hierflir sind Reaktionsprodukte von Maleinsaureanhydrid-Olefin-Copolymeren mit 
Hydroxyalkyl(meth)acrylaten; Polyester enthaltend eine Allylalkoholestergruppe; Reaktions- 
produkte von polymeren Polyalkoholen mit Isocyanato(meth)acrylaten; ungesattigte Polyes- 
t^; (meth)acrylat terminierte Polystyrole, Poly(meth)acrylsaure-ester, Poly(meth)acrylsauren, 
Poly(meth)acrylaimde und Polyether. Der Prefix „(meth)" indiziert in diesem Zusammen- 
hang, dass sowohl Derivate der Acrylsaure als auch der Methacrylsaure benutzt werden kOn- 
nen. 
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Weitere geeignete C-C- ungesatligte radikalisch polymerisierbare Verbindungen sind 2.B. in 
EP-A-1 176 007 beschrieben, 

Es ist natOrlich m5glich, verschiedene Arten von Monomeren oder Oligomeren oder Poly- 
meren im Gemisch einzusetzen, ebenso sind auch Gemische von Monomeren und Oligome- 
ren und/oder Polymeren erfindungsgemaB einsetzbar, sowie Gemische von Oligomeren und 
Polymeren. Der Gewichtsanteil der radikalisch polymerisierbaren Monomere/Oligo- 
mere/Polymere betragt vorzugsweise 35 bis 90 Gew.-%, bei Verwendung von Monome- 
ren/Oligomeren besonders bevorzugt 45 bis 60 Gew.-%, bezogen auf das Trockenschicht- 
gewicht der strahlungsempjfindlichen Beschichtung. 

Tm Rahmen dieser Erfindimg wird unter einem Photoinitiator eine Verbindung verstanden, 
die bei Belichtung Strahlung absorbieren und allein, d.h. ohne Zusatz von Coinitiatoren, 
Radikale bilden kann. Beispiele fOr geeignete Photoinitiatoren sind: Triazinderivate mit 1 
bis 3 CXa-Grappen (wobei jedes X unabhSngig voneinander aus einem Chlor- und einem 
Bromatom ausgewShlt wird, vorzugsweise ein Chloratom ist), Hexaarylbisimidazolver- 
bindungen, Benzoinether, BenziUcetale, Oximether, Oximester, a-Hydroxy- oder a-Amino- 
Acetophenone, Acylphosphine, Acylphosphinoxide, Acylphosphinsulfide, Metallocene, Pero- 
xide etc. Beispiele fOr geeignete Triazinderivate sind 2-Phenyl-4,6-bis(trichlormethyl)-s- 
triazin, 2,4,6-Tris(trichlormethyl)-s-triazin, 2-Methyl-4,6-bis(trichlormethyl)-s-triazin, 2- 
(Styryl-4,6-bis(trichlormethyl)-s-triazm, 2-(p-methoxystyryl)-4,6-bis(trichlomiethyl)-s-triazin, 
2-(4-Methoxy-naphtho-l-yl)-4,6-bis-trichlormethyl-s-triazin, und 2-(4-Ethoxy-naphtho-l-yl)- 
4,6-bis(trichlormethyl)-s-triazm und 2-[4-(2-Ethoxyethyl)-naphfho-l-yl]-4,6-bis(trichlor- 
methyl)-s-triazin. Als geeignete Oximether und Oximester sind z,B. solche zu neimen, die 
sich von Benzoin ableiten. Bevorzugte Metallocene sind 2,B. Titanozene mit 2 fUnfgliedri- 
gen Cyclodienylgrappen wie z.B. Cyclopentadienylgrappen und ein oder zwei sechsgliedri- 
gen aromatischen Resten mat mindestens einem ortho-Huoratom und gegebenenf alls auBer- 
dem einer Pyrrylgruppe; am stSrksten bevorzugt unter den Metallocenen sind bis(Cyclo- 
pentadienyl)-bis-[2,6-difluor-3-(pyrr-l-yl)-phenyl]titanium und Dicyclopentadien-bis-2,4,6- 
trifluorphenyl-titan oder -zirkon. 
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In der vorliegenden Erfindung kann ein einzelner Photoinitiator eingesetzt werden oder ein 
Gemisch aus zwei oder mehr. 

Die Photoinitiatoren kOnnen entweder alleine oder in Kombination mit einem oder mehreren 
Coinitiatoren verwendet werden; der Zusatz von Coinitiatoren kann die Effekdvitat der Pho- 
toinitiierung erhbhen. 

Die Menge des/r Photoinitiator(en) ist nicht besonders beschrSnkt, liegt aber - wenn vor- 
handen - vorzugsweise im Bereich von 0,2 bis 25 Gew.%, bezogen auf das Trockenschicht- 
gewicht, besonders bevorzugt bei 0,5 bis 15 Gew.%. 

Im Rahmen dieser Erfindung wird unter einem Sensibilisator eine Verbindung verstanden, 
die bei der Belichtung Stxahlung absorbieren und allein, d.h. ohne Zusatz von Coinitiatoren, 
keine Radikale bilden kann. 

Als geeignete Sensibilisatoren k5nnen alle lichtabsorbierenden Verbindungen eingesetzt 
werden, die photooxidierbar oder photoreduzierbar sind oder die in der Lage sind, ihre An- 
regungsenergie auf Rezeptormolekiile zu ubertragen. Beispiele fUr solche Farbstolfe sind 
Cyaninfarbstoffe, Merocyaninfarbstoffe, Oxonolfarbstoffe, Diarylmethanfarbstoffe, Triaryl- 
methanfarbstoffe, Xanthenfarbstoffe, Coumarinderivate, Ketocoumarinfarbstoffe, Acridin- 
farbstoffe, Phenazinfarbstoffe, Ounoxalinfarbstoffe, Pyrryliumtfaibstoffe oder Thiapyrryli- 
umfarbstoffe, Azaanulenfarbstoffe (wie Phthalocyanine und Porphyrine), Indigofarbstoffe, 
Anthrachinonfarbstoffe, Polyarylene, Polyarylpolyene, 2,5-Diphenylisobenzofurane, 2,5- 
Diarylfurane, 2,5-Diarylthiofurane, 2,5-DiaryIpyn:ole, 2,5-Diarylcyclopentadiene, Polya- 
rylphenylene, PoIyaryl-2-pyrazoline, Carbonylverbindungen wie aromatische Ketone oder 
Chinone, z.B. Benzophenonderivate, MicWer's Keton, Thioxantonderivate, Anthrachinon- 
derivate imd Fluorenonderivate. 

In der vorliegenden Erfindung kann ein Sensibilisator oder ein Gemisch aus zwei oder mehr 
eingesetzt werden. 

Die Sensibilisatoren werden in Kombination mit einem oder mehreren Coinitiatoren verwen- 
det. Zusatzlich konnen Photoinitiatoren eingesetzt werden; dies ist allerdings nicht bevorzugt. 

Die Menge des/r Sensibilisators(en) ist nicht besonders beschrankt, liegt aber - wenn vor- 
handen - vorzugsweise im Bereich von 0,2 bis 15 Gew.%, bezogen auf das Trockenschicht- 
gewicht, besonders bevorzugt bei 0,5 bis 10 Gew.%. Sind in der Beschichtung sowohl Pho- 
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toinitiatoren als auch Sensibilisatoren vorhanden, betragt ihre Gesamtmenge vorzugsweise 
0,5 bis 30 Gew.%, bezogen auf das Trockenschichtgewicht, besonders bevorzugt 1 bis 15 
Gew.%. 

Im Rahmen dieser Erfindung wird unter einem Coinitiator eine Verbindung verstanden, die 
bei Belichtung im Wesentlichen nicht absorbieren kaim und gemeinsam mit den lichtabsorbie- 
renden Sensibilisatoren oder Photoinitiatoren Radikale bildet. Als Coinitiatoren eignen sich in 
der vorliegenden Erfindung z.B. Amine wie Alkanolamine oder 4-DiaIkylamin- 
benzoesSureester, Diaryliodoniumsalze, Triarylsulfoniumsalze, Aiyldiazoniumsalze, N- 
Arylglycinderivate, Diaryldiiminodiessigsaureverbindungen, Aryloxyessigsaure, aromatische 
Sulfonylhalogenide, Trihalogenmethylsulfone, Stickstoffheterocyclen mit N-Oxid- 
Substituenten (wie Alkoxy-Pyridiniumsalze), Stickstoffheterocyclen wie N-Benzoyl- 
oxyphthalimid, Diazosulfonate, 9,10-Dihydroanthracenderivate, Thiolverbindungen (z.B, 
Mercaptobenzthiazol, Mercaptobenzimidazol und Mercaptotriazol), Triazinderivate mit 1 bis 
3 CXs-Gruppen (wobei jedes X unabhangig voneinander aus einem Chlor- und einem Brom- 
atom ausgewahlt wird, vorzugsweise ein Chloratom ist), Hexaarylbisimidazolverbindungen, 
Benzoinether, BenziUcetale, Oximether, Oximester, a-Hydroxy- oder a-Amino-Aceto- 
phenone, Acylphosphine, Acylphosphinoxide, Acylphosphinsulfide, Metallocene, Peroxide 
etc. Carbonylverbindungen wie aromatische Ketone oder Chinone, z.B. Benzophenonderivate, 
Michler's Keton, Thioxantonderivate, Anthrachinonderivate und Fluorenonderivate. 

Viele Coinitiatoren kOnnen auch als Photoinitiatoren wirken, wenn in ihre Absorptionsban- 
de eingestrahlt wird. So lassen sich lichtempfindliche Schichten realisieren, die tlber einen 
breiten Spektralbereich z.B. dadurch empfindlich sind, dass ein Photoinitiator oder Sensibi- 
lisator den langwelligen Spektralbereich (JR und/oder visueller Bereich) und ein Coinitiator 
den kOrzerwelligen Bereich (z.B. UV-Bereich) abdeckt. Dieser Effekt kajon von Vorteil sein, 
wenn der Anwender das gleiche Material mit verschiedenen Strahlungsquellen bestrahlen 
will. Beispielsweise kann der Coinitiator fur den IR- bzw. visueUen Bereich tatsSchlich Co- 
initiator im Sinne der gegebenen Definition sein, wahrend er fOr den UV-Bereich als Photo- 
initiator wirkL 

In der vorliegenden Biindung kann ein Coinitiator oder ein Gemisch von Coinitiatoren 
eingesetzt werden. 

Die Menge des/r Coinitiators(en) ist nicht besonders beschrankt, liegt aber vorzugsweise bei 
0,2 bis 25 Gew.%, bezogen auf das Trockenschichtgewicht, besonders bevorzugt bei 0,5 bis 
15 Gew.%. 
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Gegebenenfalls kann die strahlungsempfindliche Beschichtung der vorliegenden Erfindung 
auBeacdem edn Bindemittel oder Bindemittelgemisch enthalten. Das BindemittBl wiid vor- 
zugswdse ausgewahlt aus Polyvinylacetalen, Acrylpolymaren und Polyurethanen. Es ist 
bevoizugt, dass das Bindemittel Sauiegrappen entil^t, besonders bevoizugt Caiboxylgrappen. 
Am meisten bevorzugt sind Acrylpolymere. Bindemittel mit Sauregrappen weisen voizugs- 
weise eine Satuezahl im Bereich von 20 bis 180 mg KOH/g Polymer auf. Gegebenenfalls 
kann das Bindemittel ungesSttigte Gruppen in der Hauptkette oder den Seitenketten enthalten. 
Solche ungesattigten Bindungen sind in Lage, eine radikalische Photopolymerisationsreaktion 
zu durchlaufen oder eine andete Photoreaktion, vde zJB. eine 2+2-Phot»cycloaddition. 

Die strahlungsempfindliche Beschichtung kann auBerdem kleine Mengen eines Thennopoly- 
merisationsinhibitors enthalten, der nicht zur Sorption an der hydrophilen Oberfiache des Tra- 
gers geeignet ist. Geeignete Beispiele fllr Inhibitoren der Polymerisation sind z.B. Hydrochi- 
non, p-Methoxyphenol, Di-t-butyl-p-cresol, Pyrrogalol, t-Butylcatechol, Benzochinon, 4,4'- 
Thio-bis-(3-methyl-6-t-butylphenol), 2,2'-Methylen-bis-(4-methyl-6-t-butylphenol) und N- 
Nitrosophenylhydroxylaminsalze. Die Menge des nicht absorbierbaren Polymaisationsinhibi- 
tors in der strahlungsempfindlichen Beschichtung betiSigt vorzugsweise 0 Gew.-% bis 5 Gew.- 
% bezogen auf das Trockenschichtgewicht, besonders bevorzugt 0,01 bis 2 Gew.-%. Vielfach 
gelangen solche Inhibitoren ttber kommerzielle Monomere oder Oligomere in die strahlungs- 
empfindliche Beschichtung und werden daher nicht ausdrttcklich ausgewieseiL 

AuBerdem kann die erfindungsgen^e straWungsen^findlidie Beschichtung Farbstoffe oder 
Pignoraite zum Anfarben der Schicht enthalten. Beispiele des Farhmittds sind z.B. Rithalocya- 
ninpigmente, Azopigmente, RuB und Titandioxid, Elhylviolett, Kristallviolett, Azofaibstoffe, 
Anthrachinonfaibstoffe und Cyaninf arbstoffe. Die Menge des I^emittels betj^gt vorzugswei- 
se 0 bis 20 Gew.-% bezogen auf das Ttockenschichtgewicht, besonders bevorzugt 0,5 bis 10 
Gew.-%. 

Zur Verbesserung der physikalischen Eigenschaften der geharteten Schicht kann die strahlungs- 
enqpfindUche Beschichtung auBerdem weitere Additive wie Weichmacher oder anorganische 
FUllstoffe enthalten. Geeignete Weichmacher umfassen z.B. Dibutylphthalat, Dioctylphthalat, 
Didodecylphthalat, Dioctyladipat, Dibutylsebakat, Triacetylglycerin und Tricresylphosphat 
Die Menge an Weichmacher ist nicht besonders beschrankt, betragt jedoch vorzugsweise 0 bis 
10 Gew.-% bezogen auf das Trockenschichtgewicht, besonders bevorzugt 0,25 bis 5 Gew.%. 

Die strahlungsempfindliche Beschichtung kann auBerdem bekannte KettenUbertragungsmit- 
tel, wie Z.B. Mercaptoverbindungen, enthalten. Sie werden vorzugsweise in einer Menge 
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von 0 bis 15 Gew.%, bezogen auf das Trockenschichtgewicht, verwendet, besonders bevor- 
zugt 0,5 bis 5 Gew,%. 

AuBerdem kann die stxahlungsempfindliche Beschichtung LeucofarbstoiBfe enthalten, wie 
Z.B. Leucokristallviolett und Leucomalachitgrlln, Dire Menge betragt vorzugsweise 0 bis 10 
Gew,%, bezogen auf das Trockenscliichtgewicht, besonders bevorzugt 0,5 bis 5 Gew,%. 

Des weiteren kann die stxahlungsempfindliche Beschichtung oberflachenaktive Mittel ent- 
halten. Geeignete Beispiele sind siloxanhaltige Polymere, fluorhaltige Polymere und Poly- 
mere mit Ethylenoxid- und/oder Propylenoxidgruppen. Dire Menge betrSgt vorzugsweise 
Obis 10 Gew.%, bezogen auf das Trockenschichtgewicht, besonders bevorzugt 0,2 bis 
5 Gew,%. 

Weitere optionale Bestandteile der strahlungsempfmdlichen Beschichtung sind anorgani- 
sche FUllstoffe, wie z.B, AI2O3 und Si02. Sie liegen vorzugsweise in einer Menge von 0 bi^ 
20 Gew-%, bezogen auf das Trockenschichtgewicht, vor, besonders bevorzugt 0,1 bis 5 
Gew.%. 

Die erfindungsgemaBen strahlungsempfindlichen Elemente konnen z.B. Druckformvoriau- 
fer (insbesondere Voriaufer von Lithographiedruckplatten), Leiterplatten ftir integrierte 
Schaltungen oder Photomasken sein. 

Bei der Herstellung von Dmckfonnvoriaufem wkd als Trager vorzugsweise ein dimensi- 
onsbestandiges platten- bzw. folienfOrmiges Material verwendet. Als ein solches dimensi- 
onsbestandiges Platten- bzw. FoUemnaterial wkd vorzugsweise eines verwendet, das bereits 
bisher als Trager fiir Drucksachen verwendet worden ist. Zu Beispielen fiir einen solchen 
Trager geh5ren Papier, Papier, das mit Kunststoffen (wie Polyethylen, Polypropylen oder Po- 
lystyrol) beschichtet ist, eine Metallplatte oder -folic, wie z.B. Aluminium (einschliefiUch A- 
luminiumlegierungen), Zink- und Kupferplatten, KunststoffiSlme aus beispielsweise Cellulo- 
sediacetat, Cellulosetriacetat, Cellulosepropionat, Celluloseacetat, Celluloseacetatbutyrat, 
Cellulosenitrat, Polyethylenterephthalat, Polyethylen, Polystyrol, Polypropylen, Polycarbonat 
und Polyvmylacetat, und ein Lammat aus Papier oder einem KunststofEBlm und emem der 
obengenannten Metalle oder ein Papier/Kunststofffihn, der durch Aufdampfen metallisiert 
worden ist. Unter diesen Tragem ist eine Aluminiumplatte oder -folie besonders bevorzugt, 
da sie bemerkenswert dunensionsbestandig und billig ist und auBerdem eine ausgezeichnete 
Haftung der Beschichtung zeigt. AuBerdem kann eine Verbvmdfolie verwendet werden, bei 
der eine Aluminiumf olie auf einen Polyethylenterephthalatfilm auflaminiert ist 
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Es ist flir die vorliegende Eifindung wichtig, dass der Trager auf einer Seite eine hydrophile 
Ob^ache aufweist; Trilger die auf der Vorder- und RQckseite eine hydrophile Oberflache 
zeigen, kOnnen ebenfalls erfindungsgemaB verwendet werden. Die Hydrophilie der Oberfla- 
che kann eine Eigenschaft des Tragermaterials selbst sein oder durch Behandlung der Ti^ger- 
oberflache mit geeigneten Mitteln, die dem Fachmann hinlangjlich bekannt sind, erzeugt wer- 
den* Es ist auch im Ralimen der vorliegenden Erfindung, dass der Trager selbst eine geringe 
Hydrophilie aufweist, die durch die Oberflachenbehandlung noch verstarkt wird. 

Ein Metalltrager, insbesondere ein Aluniinixmitrager, wird vorzugsweise mindestens einer 
Behandlung ausgewahlt aus Aufrauung (z.B! durch Biirsten im trockenen Zustand, oder 
Bursten mit Schleifmittel-Suspensionen oder auf elektrochemischem Wege, z.B. mit .einem 
Salzsaureelektrolyten) anodischen Oxidation, und Hydrophilisierang unterworfen. 

Zur Verbesserung der hydrophilen Eigenschaften der Oberflache des aufgerauten und gege- 
benenfalls anodisch in Schwefel- oder Phosphorsaure oxydierten Metalltragers kann dieser 
einer Nachbehandlung mit einer wassrigen Losung von Natriumsilicat, Calciumzirkomum- 
fluorid, Polyvinylphosphonsaure oder Phosphorsaure unterworfen werden. Im Rahmen die- 
ser Erfindung urofasst der Ausdrack "Trager" auch einen gegebenenfalls vorbehandelten 
Trager, der z.B. eine hydrophilisierende Schicht auf der Oberflache aufweist 

Die Details der o.g. Substratvorbehandlung sind dem Fachmann hinlanglich bekannt 

Die strahlungsempfindliche Beschichtung gem^B der vorliegenden Erfindung wird mit ttbli- 
chen Beschichtungsverfahren auf die hydrophile Oberflache des Tragers auf gebracht Haben 
Vorder- und Rttckseite des Tragers eine hydrophile Oberflache, kann auf beiden Seiten eine 
strahlungsempfindliche Beschichtung aufgebracht werden; es ist bevorzugt, dass bei den 
erfindungsgen^en Elementen nur auf einer Seite des Tragers eine strahlungsempfindliche 
Beschichtung aufgebracht wird. 

Die erfindungsgeniflBen strahlungsempfindlichen Elemente konnen folgendermaBen herge- 
stellt werden: 

Mit Hilfe bekaimter Beschichtungsverfahren (z.B. Schleuderbeschichtung, Tauchbeschich- 
tung, Beschichtung mittels Rakel) wird ein strahlungsempfindliches Gemisch, umfassend 

(i) mmdestens ein radikalisch polymerisierbares Monomer und/oder Oligomer und/oder 
Polymer mit jeweUs mindestens einer ethylenisch ungesatdgten Gruppe, 
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(ii) mindestens einen Absorber, ausgewShlt aus Polymerisationsinitiatoren und Sensibili- 
satoren, der Strahlung einer Wellenlange im Bereich von 250 bis 1200 nm absorbieren 
kann, 

(iii) mindestens einen Stabilisator, der im Molekttl mindestens einen zur Sorption an der 
hydrophilen OberflMche des Trilgers f^gen Rest und mindestens einen Rest, der die 
radikalische Polymerisation inhibieren kaim, enthalt, 

(iv) ein L5sungsmittel oder LiJsungsmittelgemisch und 

(v) gegebenenfalls mindestens ein Additiv ausgewShlt aus Coinitiatoren, die nach der 
Anregung des Initiators oder Sensibilisators durch Strahlung einer WeUenlSnge im 
Bereich von 250 bis 1200 imi Radikale bilden, alkalilGslichen Bindemitteln, Farbmit- 
teln, Weichmachem, Kettenubertragungsmittehi, Leucofarbstoffen, anorganischen 
FUUstoffen, oberflachenaktiven Mittehi und nicht zur Sorption an der Trageroberfia- 
che geeigneten Polymerisationsinhibitoren, 

auf die hydrophile Oberflache des Tragers. 

Spektroskopische Untersuchungen haben gezeigt, dass es zu einer Anreicherung des Stabili- 
sators auf der Trageroberfiache kommt; gemSB einer bevorzugten Ausfllhrungsform rei- 
chem sich mindestens 80 Gew,% des eingesetzten Stabilisators an der Trageroberfiache an, 
besonders bevorzugt mindestens 90 Gew.%, imd insbesondere bevorzugt mehr als 95 
Gew.%. 

Sofem die Vorder- und Rilckseite des TiSgers eine hydrophile Oberflache aufweisen, kann - 
faUs gewiinscht - auf beiden Seiten eine Beschichtung aufgebracht v^erden. 

AnschlieBend wird getrocknet und gegebenenfalls mit bekannten Methoden eine sauerstoff- 
sperrende Deckschicht aufgebracht. 

Als LOsungsmittel sind niedere Alkohole (z.B, Methanol, Ethanol, Propanol und Butanol), 
Glykoletherderivate (z.B . Ethylenglykoknonomethylether, Propylenglykolmonomethyl- 
ether, Ethylenglykohnonomethyletheracetat und Propylenglykolmonomethyletheracetat), 
Ketone (z,B. Methylethylketon, Methyl-iso-butylketon), Ester (z.B. Essigsaureethylester 
und Essigsaurebutylester), Aromate (z.B. Toluol und Xylol) und dipolar aprotische La- 
sungsmittel (z.B. THF, Dimethylformamid und N-Methylpropyrrolidon) geeignet Der Fest- 
stoffgehalt des aufeubringenden strahlungsempjBndlichen Gemisches hangt vom verwende- 
ten Beschichtungsverfahren ab und betragt vorzugsweise 1 bis 20 Gew.-%. 
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Altemativ kOnnen die erfindungsgenmBen strahlungsempfindliche Elemente mit f olgendem 
2-stufigen Beschichtungsverfahren hergestellt werden: 

In einem ersten Schritt wird mittels bekaimter Beschichtungsverfahren ein nicht strahlungs- 
empfindliches Gemisch umfassend naindestens ein LiJsungsnaittel und mindestens einen 
Stabilisator, der im Molekttl mindestens einen zur Sorption am Trager fahigen Rest und 
mindestens einen Rest, der die radikalische Polymerisation inhibieren kann, enthSlt, aufge- 
bracht Unter „nicht straMungsempfindlichem Gemisch" wird hier ein Gemisch verstanden, 
welches weder Photoinitiatoren noch Sensibilisatoren noch Coinitiatoren enthalt. 

Nach dem Trocknen wkd darauf in einem zweiten Beschichtungsschritt ein strahlungsemp- 
findliches Genoisch umfassend 

(i) mindestens ein radikalisch polymerisierbares Monomer imd/oder Oligomer imd/oder 
Polymer mit mindestens einer ethylenisch ungesattigten Gruppe; 

(ii) mindestens einen Absorber, ausgewShlt aus Polymerisationsinitiatoren und Sensibili- 
satoren, der Strahlung einer WellenlSnge im Bereich von 20 bis 1200 nm absorbieren 
kann; und 

(iii) ein Lttsungsmittel oder LOsungsmittelgemisch, und 

(iv) gegebenenfalls mindestens ein Additiv ausgewMhlt aus Coinitiatoren, die nach der 
Anregung des Initiators oder Sensibilisators durch Strahlung einer WellenlSnge im 
Bereich von 250 bis 1200 nm Radikale bilden, alkalilSslichen Bindemitteln, Farbmit- 
teln, Weichmachem, Kettenttbertragungsmittehi, Leucofarbstoffen, anorganischen 
Ftillstoffen, oberfiachenaktiven Mittehi und nicht zur Sorption an der Trageroberfia- 
che geeigneten Polymerisationsinhibitoren, 

aufgebracht. 

Auch bei diesem 2-stufigen Verfahren gilt, dass gegebenenfalls auf beiden Seiten des Tra- 
gers beschichtet werden kaim und auf die getrocknete strahlungsempfindliche Beschichtung 
eine sauerstoff-sperrende Deckschicht aufgebracht werden kann. 

Spektroskopische Untersuchungen haben gezeigt, dass sich der Stabilisator beim Aufbrin- 
gen des strahlungsempfindlichen Gemisches nicht homogen in diesem verteilt; vorzugswei- 
se bleiben mindestens 80 Gew.% des eingesetzten Stabilisators auf der Trageroberflache, 
besonders bevorzugt mindestens 90 Gew.%, und insbesondere bevorzugt mehr als 95 
Gew.%. 
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Die strahlimgsempjBndliche Beschichtung der eifindungsgemaBen strahlungsempfindlichen 
Elemente kann aus mehreren ,JLagen" aufgebaut sein. Es ist nicht erforderlich, dass alle 
BestandteUe der strahlungsempfindlichen Beschichtung gleichnoflBig tiber die ganze Dicke 
der strahlungsempfindlichen Beschichtung verteilt sind; so wird auch der an der TiSlgerober- 
flache sorbierte Stabilisator zur strahlungsempfindlichen Beschichtung gezShlt 

Das zusatzliche Aufbringen einer wasserloslichen sauerstoff-sperrenden Deckschicht auf die 
strahlungsempfindliche Schicht kann von Vorteil sein. Zu den filr die Deckschicht geeigneten 
Polymeren gehOren u.a. Polyvinylalkohol, Polyvinylalkohol/Polyvinylacetatcopolymere, Po- 
lyvinylpyrrolidon, Polyvinylpyrrolidon/Polyvinylacetatcopolymere und Gelatine. Vorzugs- 
weise wird die Zusammensetzung fur die sauerstoffsperrende Deckschicht in Form einer L6- 
sxmg in Wasser oder einem mit Wasser mischbaren Losungsmittel aufgebracht; auf jeden Fall 
wird das LOsungsmittel so ausgewShlt, dass sich die bereits vorhandene strahlungsempfindli- 
che Beschichtung nicht auflost Das Schichtgewicht der Deckschicht kann z.B. 0,1 bis 4 g/m^ 
betragen, und besonders bevorzugt 0,3 bis 2 g/m^. Die erfindungsgemSlBen Druckplatten- 
vorlaxifer haben jedoch auch ohne Deckschicht exzellente Eigenschaflen. Die Deckschicht 
kann auch Mattierungsmittel (d.h. organische oder anorganischen Partikel mit 2 bis 20 jim 
TeilchengrSBe) enthalten, die bei der Kontaktbelichtung die Planlage des Films erleichtem. 
Wenn eine Deckschicht vorhanden ist, ist diese im wesentlichen firei von erfindungsgemaB 
eingesetzten Stabilisator. Die Deckschicht im Sinne der vorliegenden Erfindxmg ist durch- 
lassig for Strahlung; es finden in dieser Schicht im wesentlichen keine photochemischen 
Reaktionen statt, wodurch sie sich deutlich von der strahlungsempfindlichen Beschichtung 
unterscheidet. 

Die so hergestellten Druckplattenvoriaufer werden in der dem Fachmann bekannten Weise 
mit Strahlxmg ehier geeigneten Welleniange bildweise belichtet und anschlieBend mit einem 
handelstlblichen wSssrigen alkalischen Entwickler entwickelt. Nach dem bildweisen Belich- 
ten, d.h. vor dem Entwickeln, kann eine Warmebehandlung bei 50 bis 180°C, vorzugsweise 
90-150°C, vorgenommen werden. Die entwickelten Flatten konnen auf ttbliche Weise mit 
einem Konservierungsmittel ("Gummierung") behandelt werden. Die Konservierungsmittel 
sind wassrige Liisungen von hydrophilen Polymere, Netzmitteln und weiteren Zusatzen. 

Es ist weiterhin gUnstig, fiir bestimmte Anwendungen die mechanische Festigkeit der dru- 
ckenden Schichten durch eine Warmebehandlung (sogenanntes ,3inbrennen") und/oder 
Kombination von Einbrennen und Flutbelichtung (z.B. mit UV-Iicht) zu erhfihen. Dazu 
wird vor dieser Behandlung die Platte zunachst mit einer LOsung behandelt, die die Nicht- 
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bildstellen so schtitzt, dass die Warmebehandlimg keine Farbannahme dieser Bereiche her- 
vorruft. Eine hierfllr geeignete LOsung ist z.B. in US-A-4,355,096 beschrieben. Das Einbren- 
nen wird bei einer Temperatur im Bereich von 150-250°C vorgenommen. Druckplatten, die 
mit erfindungsgemaBen Dnickplattenvorlaufem hergestellt wurden, zeigen jedoch auch ohne 
Wannebehandlung hervoiragende Eigenschaflen. Wird sowohl eingebrannt als auch flutbe- 
lichtet, kOnnen die beiden Behandlungsschritte gleichzeitig oder nacheinander erfolgen. 

Lithographie-Dnickplattenvoriaufer gemSB der vorliegenden Erfindung zeichnen sich durch 
eine verbesserte Lichtempfindlichkeit bei gleichzeitig guter LagerbestSndigkeit aus; die 
entwickelten Druckplatten zeigen ausgezeichnete AbriebbestSndigkeit, wodurch hohe Auf- 
lagen mOglich sind. 

Die Erfindung wird an Hand der nachfolgenden Beispiele naher erlautert 

Beispiele 
Herstellungsbeispiel 1 

In 65 g Methylethylketon wurden 13,54 g Vinylphosphonsaure (0,125 mol), 12,26 g Ma- 
leinsaureanhydrid (0,125 mol). 25,03 g Methyhnethacrylat (0,25 mol) und 0,25 g AIBN 
(0,0015 mol) gelSst. Die Lttsung wurde gCTllhrt und imter einer Stickstoffatmosphare 8 
Stunden erhitzt. Der Feststoffgehalt der LOsung betrug 38,2 Gew.-%. Zu 2,28 g dieser La- 
sung wurden 0,35 g 4-Amino-TBMPO zugegeben und die LOsung wurde 3 Stunden unter 
ROhren auf eO'^C erhitzt Dann wurden 0,0045 g reines Methylamin (eine entsprechenden 
Menge einer 2 molaren THF Losung wurde verwendet) zugegeben und die LSsung wurde 
eine weitere Stunde bei 60°C gehaiten. Die LOsung wurde bis zur Verwendung in einem 
KUhlschrank aufbewahrt. 

Beispiele 1 bis 4 und Vergleichsbeispiele 1 bis 12 

Eine elektrochemisch aufgeraute und anodisierte Aluminiumfolie wurde einer Behandlung 
mit einer wassrigen LOsung von Poly vinylphosphonsaure (PVPA) unterzogen und nach dem 
Trocknen mit einer wie in Tabelle 1 beschriebenen wassrigen LOsung beschichtet und ge- 
trocknet; dadurch wurde ein Voriaufer einer lithographischen Druckplatte erhalten. 
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Tabelle 1: BeschichtungslOsung 



0.82 g 


eines Terpolymers hergestellt dutch Polymerisation von 476 Gewichtsteilen 
Styrol, 476 Gewichtsteilen Methyhnethacrylat und 106 Gewichtsteilen Methac- 
rylsSure 


0.1 g 


Kayamer PM-2 (1 mol PhosphorsHure verestert mit 1,5 mol Hydroxyethyl- 
methacrylat von Coa Corp. Ltd., Japan) 


0,2 g 


Mercapto-3-triazol 


3,58 g 


einer 80%igen MethylethyIkBton-L5simg eines Ureflianacrylats hergestellt 
durch Umsetzung von Desmodur N 100® (erhaltlich von Bayer) mit Hydroxye- 
thylacrylat und Pentaerythrittriacrylat; Doppelbindungsgehalt: 0,5 Doppelbin- 
dungen pro 100 g, wenn alle Isocyanatgruppen komplett mit den Hydroxygrup- 
pen enthaltenen Acrylaten abreagiert hsbea 


0,41 g 


Ditrimethylolpropantetraacrylat 


1.25 g 


einer Dispersion in Propylenglycolmonomefliylether enthaltend 7,25 Gew.-% 
Kupferphthalocyanin \md 7,25 Gew.-% eines Polyvinylacetal-Bindemittels ent- 
haltend 39,9 mol% Vinylalkoholgruppen, 1,2 mol% Vinylacetatgruppen, 15,4 
niol% Acetalgrappen abgeleitet von Acetaldehyd, 36,1 inol% Acetalgruppen 
abgeleitet von Butyraldehyd und 7,4 mol% Acetalgruppen abgeleitet von 4- 
Formylbenzoesaure 


0,115 g 


Bis(cyclopentadienyl)-bis-[2,6-difluoro-3-(pyn:-l-yl)-phenyl]titaniuin 


0,16 g 


Diphenyliodoniumchlorid 


0.15 g 


Ethyleosin 


Xg 


Additiv gemaB Tabelle 2 


45 ml 


Propylenglycolmonomethylether 


5id1 


Aceton 



Die L5sung wurde filtriert, auf den lithographischen mger aufgebracht und die Beschich- 
tung 5 Minuten bei 90°C getrocknet. Das Trockenschichtgewicht der Photopolymerschicht 
betrug etwa 2 g/m^. 



Die erhaltenen Proben warden durch Beschichten mit einer wSssrigen L5sung von Po- 
ly(vinylalkohol) (Airvol 203 von Airproducts, mit einem Hydrolysegrad von 88%) mit einer 
Deckschicht versehen; die Deckschicht weist nach dem Trocknen bei 90*C fiir 5 Minuten 
ein Trockenschichtgewicht von etwa 3 g/m^ auf. 

Der DruckplattenvorUlufer wurde mit einer Wolframlampe mit einem MetaUinterferenzfilter 
fUr 532 mn 60 Sekunden lang durch einen Silberfflmgraukeil mit einer Dichte im Bereich 
vom 0,15 bis 1,95, wobei die Dichteinkremente etwa 0,15 betrugen (UGRA Keil), belichtet. 
Unmittelbar nach dem BeUchten wurde die Hatte fUr 2 Minuten in einem Ofen bei 90°C 
erhitzt 
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AnschlieBend wutde die belichtete Platte 30 Sekanden mit einer EntwicklerlOsung behan- 
delt, welche entMelt: 

3,4 Gewichtsteile Rewopol MLS 28® (erhaWich von REWO) 

1,1 GewichtsteUeDiethanolaimn 

1,0 Gewichtsteile Texapon 842® (erhaltlich von Henkel) 

0,6 Gewichtsteile Nekal BX Paste® (erhaitlich von BASF) 

0,2 Gewichtsteile 4-Toluolsulfonsaure und 

93,7 Gewichtsteile Wasser 

AnschlieBend wurde die EntwicklerlOsvmg nochmals 30 Sekunden mit emem Tampon auf 
der Oberflache verrieben und dann die gesamte Platte mit Wasser abgesptUt. Nach dieser 
Behandlung verblieben die belichteten Teile auf der Platte. Zur Beurteilung der Lichtemp- 
findlichkeit wurde die Platte im nassen Zustand mit einer Druckfarbe eingeschwaizt 

Zur Beurteilung der LagerbeslMdigkeit der Flatten wurden die unbelichteten Druckplatten- 
voriaufer 60 Minuten bei 90°C in einem Ofen gelagert, dann belichtet und wie vorstehend 
beschrieben entwickelt (Lagerbestandigkeitstest). 

Zur Beurteilung des Spiekamns bei dor Erhitzung wurden die entwickelten Platten mit einer 
Infrarotwainiestation NE459/125P von BasysPrint erwannt, wobei die Plattengeschwindig- 
keit 60 cm/min betrug und die Temperatur auf der Plattenoberfiache gemessen mit einem 
Thermaxtemperaturstreifen auf der Plattenrttckseite 140°C betrug (Test auf Erhitzungsspiel- 
raxun). 

Zur Herstellung einer lithographischen Druckplatte wurde eine bildgebende Schicht auf eine 
Aluminiumfolie wie vorstehend beschrieben aufgebracht, belichtet, erhitzt, entwickelt und 
nach dem Sptilen mit Wasser die entwickelte Platte abgerieben und mit einer wassrigen L5- 
sung von 0,5% Phosphorsaure und 6% Gummiarabikum gummiert. Die so hergestellte Plat- 
te wurde in eine Bogenoffsetdruckmaschine eingespannt und eine abrasive Druckfarbe (Off- 
set S 7184 erhaltlich von Sun Chemical, enthaltend 10% Kaliumcarbonat) verwendet 

Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 zusanunengefasst 

Urn die Sorption des Stabilisators auf der Oberflache der lithographischen Platte zu belegen, 
wurden folgende Experimente durchgeflihrt (Tabelle 3): 
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Die Photopolymerschicht wurde so auf den lithographischen TrSger (Al-Folie) aufge- 
bracht, dass ein Trockenschichtgewicht von 2 g/m^, wie vorstehend beschrieben, erhalten 
wurde; die Zusammensetzungen der Proben waren die gleichen wie in Tabelle 1 und Ta- 
belle 2 beschrieben. Auf die Photopolymerschicht wurde eine sauerstofif-sperrende Deck- 
schicht mit 3 g/m^ Trockenschichtgewicht aufgebracht 

Die Deckschicht wurde mit H2O abgewaschen. 

Die sich auf der Al-Folie befindende Photopolymerschicht wurde mittels Methylethylke- 
ton abgetragen (20 ml Methylethylketon pro 500 cm^). 

Die Photopolymerschicht wurde auf eine Polyesterfolie aufgebracht, wobei ein Trocken- 
schichtgewicht von 2g/m^ erhalten wurde. Wie bei der Al-Folie wurde auch hier eine 
sauerstoff-sperrende Deckschicht mit 3g/m^ Trockenschichtgewicht aufgebracht. 

Die Deckschicht wurde abgewaschen. 

Die sich auf der Polyesterfolie befindende Photopolymerschicht wurde mittels Methyl- 
ethylketon abgetragen (20 ml Methylethylketon pro 500 cm^). 

Von den beiden Proben der abgelSsten Photopolymerschicht (1. abgel5st von Al-TrSger 
und 2, abgel5st von Polyesterfolie) wurden EPR Spektren aufgenommen und die Signal- 
intensitat verglichen. Die erhaltenen EPR Spektren zeigten ein typisches Dreilinienspekt- 
rum mit einer Hyperfein-Aufspaltung von etwa 13,7 Gauss und einen g-Wert von etwa 
2,0051. Durch Integration der Signalintensitat der vom lithographischen TrSger abgelos- 
ten Probe der Photopolymerschicht (SI) und der von der Polyesterfolie abgelSsten Probe 
der Photopolymerschicht (S2) wurde die Menge an Nitroxykadikalen berechnet. Der 
Wert der Polyesterprobe, von der die Photopolymerschicht entfemt worden war, diente 
als Referenzwert und wurde als 100% festgesetzt. Der Prozentsatz an sorbiertem Nitro- 
xykadikal wurde wie f olgt berechnet: 

R% = 100% - (Sl/S2)*100% 

Die Ergebnisse sind in Tabelle 3 zusammengef asst. 

Die in Tabelle 3 zusammengefassten Ergebnisse zeigen deutlich, dass die erfindimgsgema- 
Ben Stabilisatoren zu fast 100% auf der Oberfiache der lithographischen Platte sorbiert wa- 
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ren. Die Nitroxylradikalverbindungen der Vergleichsbeispiele 1 bis 8 und 11 bis 14 zeigten 
prakdsch keinerlei Wechselwirkung mit der Oberflache des lithographischen Tragers. 

AuBerdem ist aus Tabelle 2 ersichtiich, dass durch die Verwendung der Stabilisatoren die 
Lagerbestandigkeit und der Erhitzungsspiekaum verbessert wurde, ohne die Empfindlich- 
keit wesentlich zu beeintrachtigen. Stabilisatoren ohne zur Sorption an der Trageroberflache 
befahigter fiinktioneller Gruppen verbessem zwar die Lagerbestandigkeit und den Erhit- 
zungsspiebraum in dn paar Fallen, aber sie verschlechtem die EmpjBndlichkeit wesentlich. 

Die Schlussfolgerung ist, dass sowohl die Inhibitorgruppe als auch die Sorptionsgruppe es- 
sentiell sind fur ein Additiv, das zu einer verbesserten Lagerbestandigkeit und einem grSBe- 
ren Spielraum beim Erhitzen fOhrt, ohne dass es zu einer negativen Beeinflussung der 
Lichtempfindlichkeit der Platte kommt. 
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Pfltftntans prOche 



1 . Strahlungsempfindliches Element, umf assend 

(a) einen TrSger mit mindestens einer hydrophilen Oberflache mid 

(b) eine strahlungsempfindliche Beschichtung auf mindestens einer hydrophilen Ober- 
flache des Tragers, wobei die Beschichtung vimfasst: 

(i) mindestens ein radikalisch polymerisierbares Monomer und/oder Oligomer 
und/oder Polymer mit jeweils mindestens einer ethylenisch migesattigten 
Gruppe, 

(ii) mindestens einen Absorber, ausgewShlt aus Photoinitiatoren und Sensibilisa- 
toren, dex die Strahlung einer Welleniange im Bereich von 250 bis 1200 nm 
absorbieren kann, und 

(iii) mindestens einen Stabilisator, der im MolekQl mindestens einen Rest, der die 
radikalische Polymerisation inhibieren kann, enthalt, sowie mindestens einen 
anderen Rest, der zur Sorption an der hydrophilen Oberflache des Tragers 
geeignet ist. 

2. StrahlungsempfindUches Element gen^B Anspmch 1, wobei der mindestens eine zur 
Sorption am Trager fShige Rest des Stabilisatormoleklils ausgewahlt ist aus 

- X - P(OH)2 und - X - P(OH)(OR^) 

o o 

wobei R^ ausgewahlt wird aus Ci-Cis Alkyl-, C7-C11 Aralkyl- und Ce-Cio Arylresten 
und X eine Emfachbindung, -0-, -NH- oder -N(Ci-Cio Alkyl)-darstellt. 
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3. Strahlungsempfindliches Element gemSB Anspruch 1 Oder 2, wobei der mindestens eine 
die radikalische Polymerisation inhibierende Rest des iStabilisatormolekUls von stabilen 
Radikalen, Mono-, Di- oder Trihydroxyaromaten, Chinonen, NitrosovCTbindungen und 
Gemisciien davon stammt 

4. Strahlungsempfindliches Element gemafi einem der Anspriiche 1 bis 3, wobei es sich 
bei dem Stabilisator mn dne monomere Verbindung handelt. 

5. Strahlungsempfindliches Element gemMB einem der Anspriiche 1 bis 3, wobei es sich 
bei dem Stabilisator um edne polymere Verbindung handelt. 

6. Strahlungsempfindliches Element gemSB Anspruch 4, wobei der Stabilisator aus Ver- 
bindimgen der Formel Ml und Gemischen davon ausgewShlt ist: 

O 



HO 



O— R"^ 



X 




I • 

o 



(Ml) 



wobei X eine Einfachbindung, - O - NH - oder - N (Ci-Cio Alkyl) - darstellt, 
fUr Wasserstoff, Ci-ds-Alkyl, Cv-Cu Aralkyl, Ce-Cw Aryl oder 




(1) 



steht. 



jedes A unabhSngig aus einem gegebenenfalls substituierten Ci-Cio Alkykest ausge- 
wahlt wird und die Nitroxylfunktion Bestandteil eines 5- oder 6-gliedrigen heterocycli- 
schen Rings ist, der gegebenenfalls ein oder mehrere Doppelbindungen enthalt und ne- 




ben dem Stickstoffatom der Nitroxylgruppe gegebenenfalls noch ein oder mehrere He- 
teroatome, ausgewShlt aus O, S und N, enthSlt. 

1. Strahlungsempfindliches Element gemaB Ansprach 6, wobei die Einheit 




ausgewlihlt wird aus 




8. Strahlungsempfindliches Element gemaB Anspruch 6 oder 7, wobei X fur - O - steht. 

9. Strahlungsempfindliches Element genM einem der Ansprttche 6 bis 8, wobei R em 
Wasserstoffatom ist 
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10. Strahlungsempfindliches Element gemaB einem der Ansprttche 6 bis 9, wobei alle Reste 
A fUr Methylgrappen stehen. 

11. Strahlungsempfindliches Element gemaB Anspruch 5, wobei es sich bei dem polymeren 
Stabilisator mn ein Copolymer handelt, erhaltlich durch Polymerisation von mindestens 
einem der folgenden Monomere: Runarsaure, Maleinsaureanhydrid, Ethylen, Propylen, 
Acrylsaureester, Methacrylsaureester, Vinylester, Vinylalkohol mid Styrol, mit mindes- 
tens einem damit copolymerisierbaren Monomer, das als Substituenten mindestens eine 
Sorptionsgmppe aufweist, und noindestens einem polymerisierbaren Monomer, das als 
Substituenten mindestens eine Inhibitorgruppe aufweist 

12. Strahlungsempfindliches Element gemaB Anspruch 5 oder 11, wobei das Polymer min- 
destens eine zur Sorption am Trager fahige Struktureinheit aufweist, die ausgewahlt 



wird aus 




(ps^) 



o 



o 



HO 



I p=o 



HO 



I p=o 





(PSAg) 



(PSA3) 




(PSA^) (PSAg) 

wobei ein Q-Ck Alkandiyl- oder Ce-Cio Arylenrest ist, ein Ci-Cn Alkylrest ist, 
und ausgewahlt wird aus -0-, -NH- und -N(Ci-Cio Alkyl)- und ausgewahlt 
wird aus einemWasserstofatom, Ci-Cis Alkyl-, C7-C11 Aralkyl- und Ce-Cw Arylresten. 

13. Strahlungsempfindliches Element nach einem dar Ansprttche 5, 11 und 12, wobei das 
Polymer mindestens eine Struktureinheit aufweist, die die radikalische Polymerisation 
inhibieren kaim und ausgewShlt ist aus: 





wobei A wie in Anspnich 6 definiert ist und und wie in Anspruch 12 definiert 
sind und die Nitioxylfunktion Bestandtdl eines 5- oder 6-gliedrigen heterocyclischen 
Rings ist, der gegebenenfeUs ein oder mehrere Doppelbindungen entMlt und neben 
dem Stickstoffatom der Mtroxylgrappe gegebenenfalls noch ein oder mehr^ Hetero- 
atome, ausgew^t aus O, S und N, enthSlt 

14. Strahlungsempfindliches Element gemSB einem der Ansprttche 1 bis 13, wobei die 
straMungsempfindliche Beschichtung auBerdem mindestens ein Additiv enthalt, ausge- 
wMhlt aus Co-Initiatoren, die nach der Anregung des Initiators oder Sensibilisators 
durch Strahlung mit einer Welleniange im Bereich von 250 bis 1200 nm Radikale bil- 
den, Bindemitteln, Farbemitteln, Weichmachem, KettenUbertragungsmitteln, Leuco- 
farbstoffen, anorganischen Ftillstoffen, oberflachenaktiven Mitteln und nicht zur Sorp- 
tion an der ObeiflSche des Tragers geeigneten Polymerisationsinhibitoren. 

15. Strahlungsempfindliches Element nach einem der AnsprUche 1 bis 14, wobei mindes- 
tens 80 Gew.-% des eingesetrten Stabilisators (iii) an der hydrophilen Oberfiache des 
Tragers sorbiert sind. 
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16. Strahlungsempfindliches Element nach einem der Ansprttche 1 bis 15, wobei es sich bei 
dem TrSger um eine Aluminiumfolie oder -platte handelt, die auf nundestens einer Seite 
cine hydrophile Oberfiache aufweist. 

17. Strahlungsempfindliches Element nach einem der Anspruche 1 bis 16, wobei das Ele- 
ment auBerdem eine sauerstoffsperrende Deckschicht aufweist. 

18. Verfahren zur Herstellung eines wie in einem der Ansprttche 1 bis 16 definierten strah- 
lungsempfindlichen Elements, umfassend: 

(a) Bereitstellen eines gegebenenfalls vorbehandelten Tragers mit hydrophiler Oberfia- 
che; 

(b) Aufl^ringen eines strahlmigsempfindlichen Gemisches, umfassend 

(i) mindestens ein radikalisch polymerisierbares Monomer und/oder Oligomer 
und/oder Polymer mit jeweils mindestens einer ethylenisch ungesattigten 
Gmppe 

(ii) mindestens einen Absorber, ausgewahlt aus Photoinitiatoren und Sensibilisa- 
toren, der Strahlung einer Wellenlange im Bereich von 250 bis 1200 nm ab- 
sorbi^en kann; 

(iii) mindestens einen Stabilisator, der im Molekul mindestens einen zur Sorption 
an der hydrophilen Oberfiache des Tragers fahigen Rest und mindestens ei- 
nen Rest, der die radikalische Polymerisation inhibieren kann, enthalt; 

(iv) ein LOsungsmittel oder LOsungsmittelgemisch; und 

(v) gegebenenfalls mindestens ein Additiv, ausgewahlt aus Co-Initiatoren, die 
nach der Anregung des Initiators oder Sensibilisators durch Strahlung mit ei- 
ner Wellenlange im Bereich von 250 bis 1200 nm Radikale bilden, Bindemit- 
teln, Farbemitteln, Weichmachem, Kettenttbertragungsmitteln, Leuco- 
farbstoffen, anorganischen FUllstoffen, oberflachenaktiven Mitteln und nicht 
zur Sorption an der Oberfiache des Tragers geeigneten Polymerisations- 
inhibitoren; 

und 
c) Trocknen. 




19. Verfahren zur Herstellung eines wie in einem der AnsprUche 1 bis 16 definierten strah- 
lungsempfindlichen Elements, umfassend: 

(a) Bereitstellen eines gegebenenfalls vorbehandelten TrSgers mit hydrophiler Oberfla- 
che; 

(b) Aufbringen eines nicht stjrahlungsempfindlichen Genaisches, umfassend mindes- 
tens ein LOsungsmittel und mindestens einen Stabilisator, der im MolekUl mindes- 
tens einen zur Sorption am Tr^ger fShigen Rest und mindestens einen Rest, der die 
radikalische Polymerisation inhibieren kann, enth^t; 

(c) Trocknen; 

(d) Aufbringen eines strahlungsempfindlichen Gemisches, mnfassend 

(i) mindestens ein radikalisch polymerisierbares Monomer oder Oligomer 
und/oder Polymer mit mindestens einer ethylenisch ungesattigten Gmppe; 

(ii) mindestens einen Absorber, ausgewahlt aus Polymerisationsinitiatoren und 
Sensibilisatoren, der Strahlung einer WeUenlange im Bereich von 250 bis 
1200 nm absorbieren kann; 

(iii) ein LSsungsmittel oder LOsungsmittelgemisch; und 

(iv) gegebenenfalls mindestens ein Additiv, ausgewShlt aus Co-Initiatoren, die 
nach der Anregung des Initiators oder Sensibilisators durch Strahlung mit ei- 
ner WeUenlange im Bereich von 250 bis 1200 nm Radikale bilden, Bindemit- 
teln, Farbemittehi, Weichmachem, Kettenttbertragungsmitteln, Leucofarbstof- 
fen, anorganischen FilUstoffen, oberfiachenaktiven Mitteln und nicht zur 
Sorption an der Oberflache des Tragers geeigneten Polymerisationsinhibito- 
ren; 

und 
(e) Trocknen. 

20. Verfahren nach Ansprach 18 oder 19, wobei das Verfahren auBerdem das Aufbringen 
einer sauerstoffsperrenden Deckschicht unrf asst 



21. Verfahren nach einem der Ansprttche 18 bis 20, wobei es sich bei dem gegebenenfalls 
vorbehandelten Ti^ger mit hydrophiler Oberflache um eine Aluminiumfolie oder -platte 
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handelt, die vor der Beschichtung gegebenenfalls mindestens einer Behandlung ausge- 
wahlt aus Aufrauen, Anodisieren und Hydrophilisieren unterzogen wurde 



22. Strahlungsempfindliches Element, erhaidich nach dem in einem der AnsprUche 18 bis 
21 definierten Verfahren. 



23. LithograpMsche Draclrfonn, erhatUch durch 

(a) Bereitstellen eines strahlungsempfindlichen Elements, wie in einem der Ansprttche 
1 bis 17 und 22 definiert; 

(b) bildweises Bestrahlen des Elements mit einef auf den in der strahlungsempfindli- 
chen Beschichtung enthaltenen Absorber abgestimmten WellenlSnge; 

(c) gegebenenfalls Erwarmen des bestrahlten Elements; 

(d) Entfemen der nichtbestrahlten Bereiche der Beschichtung mit einem wassrigen al- 
kalischen Entwickler; 

(e) gegebenenfalls Erwarmen und/oder Hutbelichten der entwickelten Druckform. 
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Strahlungsempfindliches Element, umfassend 



(a) einen Trager mit mindestens einer hydrophilen Oberflache und 



(b) cine strahlungsempfindliche Beschichtung auf mindestens einer hydrophilen Oberflache 
des Tragers, wobei die Beschichtung umfasst: 



(i) mindestens ein radikalisch polymerisierbares Monomer und/oder Oligomer 
und/oder Polymer mit jeweils mindestens einer ethylenisch ungesattigten Grappe, 

(ii) mindestens einen Absorber, ausgewShlt aus Photoinitiatoren und Sensibilisatoren, 
der Strahlung einer Welleniange im Bereich von 250 bis 1200 nm absorbieren 
kann imd 



(iii) mindestens einen Stabilisator, der im Molekttl mindestens einen Rest, der die radi- 
kalische Polymerisation inhibieren kann, enth^lt, sowie mindestens einen anderen 
Rest, der zur Sorption an der hydrophilen Oberflache des Tragers geeignet ist. 



